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プラズマ酸化法で作製したCo含有酸化鉄薄膜メディアの記録特性
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　土井孝紀、田万里耕作索（＊戸田工業株式会社）

アグストラ外一　　（hFeの合金ターゲットを用いて酸素雰囲気中での反応性スパッタ法によってCoO・

Ee304薄膜を成膜し、次にこれを二種類の方法で酸化させることによって（め一γFe203に変態させて薄膜

磁気ディスクを作製した。用いた酸化法の一つは、従来から提案している大気中で昇温させることによ

る熱酸化法であり、もう一つは筆者らが最近提案した方法で、電子サイクロトロン共鳴マイクロ波プラ

ズマ生成法とHeによるペニング電離作用を利用して生成した酸素プラズマを照射するプラズマ酸化法で

ある。プラズマ酸化法で作製した磁気メディアは、大気中熱酸化法で作製した場合と比較して、電磁変

換特性、記録密度特性についてはほぼ同等の特性を示し、ノイズ特性については幾分良好な特性を示す

ことがわかった。また本メディアがもつ特長である高抗磁力特性を生かして、本メディアをマザーメデ

ィアとして使用することによって、16000e程度の磁気メディアに磁気転写できることも確認した。

1．はじめに

　現行のハードディスクにおいては、記録用磁性

層として機械的に柔らかなCo－Cr系の金属薄膜が

用いられているために、保護層が不可欠である。

　これに対し、保護層を用いずにヘッドを磁性層

表面に接触走行させることが可能で、磁気的なス

ペーシングをできる限り小さくできるならば、そ

れが理想的な記録システムの姿であると思われる。

この理想的な記録システムを実現させるためには、

記録層が保護膜としての機能も兼ね備えたもの、

すなわち媒体自体が化学的に安定で、しかも十分

に硬いことが要求される。

　筆者らは、NiOを下地層とし、　Coを含有した酸

化鉄薄膜を記録層としたメディア（Co一γ
Fe2031Nio薄膜メディア）が、まさにこの理想的

な記録システムに適応できる可能性があることを
見出している1）～13）。本材料は酸化物であるために、

優れた機械的強度を持っており、保護膜を設けな

くても、潤滑剤のみで理想的な記録再生方式であ

るスライディングコンタクト方式に耐えうる可能

性がある。また、化学的にも安定である。さらに、

本材料はスピネル型の酸化物であるために、280～

350℃の比較的低温で作製することができるので、

表面が非常に平坦で、磁性層を構成するグレイン

も肥大化しない。これはバリウムフェライトなど

の他の酸化物薄膜と比較した場合の本材料の大き

な優位点である。

　最近筆者らは、この酸化鉄薄膜製造プロセスの

中で必要とされる酸化処理工程において、酸素プ

ラズマを照射することによるプラズマ酸化法を提

案した1416）。本法では、従来から提案している大

気中での熱酸化処理よりもプロセス時間を1／500～

11700程度に大幅に短縮でき、約112の低い基板温

度ですむことがわかっている。

　本報告では、これら2種類の異なる酸化処理法

によって作製されたCo一γFe203／Nio薄膜磁気メ

ディアについて、記録再生特性について比較検討
したことについて述べる。さらには禾メディアの

特徴として最高80000eもの高い抗磁力を実現で
　　　　　　　　　　　　　　　　きることが挙げられるが、このような高抗磁力特　

性を活かした応用例として、磁気転写用のマザー

メディアとしての可能性についても検討したこと

についても述べる。

2．Co含有酸化鉄垂直薄膜メディアの製造法

　本実験で用いたCo一γFe203／Nio薄膜磁気ディ

スクは、図1に示すフローにした演って作製した。

まず、Niをターゲットとして趣と02の混合ガス

中でガラス基板上に反応スパッタを室温で行うこ

とで、膜面に垂直に〈100＞配向したNiO下地膜

を成膜した。次にCo4％－Feの合金ターゲットを用

いて、基板温度を220℃とし、舟と02の混合ガ

ス中で反応スパッタを行い、NiO下地膜上へのエ

ピタキシャル成長を利用して、磁化容易軸である

〈100＞軸が膜面に垂直に配向したスピネル構造の

CoO－Fe304膜を成膜した。この時点での抗磁力は

13330eで、磁気メディアとしては抗磁力が不足

しているため、CoO・Fe304膜をさらに酸化させて

スピネル構造を保ったままCo一γFe203へと変態さ

せる必要演ある。本研究においては、この酸化処












